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H e 一 N e
激光消偏振分光膜

杨 卫 萍

(湖北省沙市光电技术研完所
,

沙市)

摘要
:

该膜系是一种新型的对H e 一
N e激光消偏振分尤膜 系

,

其设 计技术简单
,

工艺制造便利
,

浦除 了在H e 一

N e激尤中的偏振光
。

从而能获得相 当稳定 的两 束光
。
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目前
,

在激光技术的应用领域 中
,

要求在斜入射的情况下
,

经过薄膜分光后
,

发出的光

是一束恒定 的光束
,

不产生偏振效应
。

但是
,

通常的分光膜 (介质 ) 都会产生一定的偏振效

应
,

而且在斜入射时 (一般为 45
。

) 则会产生强烈的偏振效应
。

从而给激光技术的应用
,

带

来了很大的困难
。

消除薄膜的偏振效应
,

长期以 来在光学薄膜界都是一个非常棘手的问题
,

为解决这个问题
,

本工作在这方面成功地进行了试验和研究
。

一
、

引 言

对于激光 消偏振膜的设计
,

目前均采用的是多层介质膜堆
。

有十二层
、

十五层
、

二十四

层等膜 系
。

虽然这种多层的介质膜堆能达到消除分光膜 偏振效应的 目的
,

但是在膜系的理 沦

设计上相当复杂
,

镀制工艺相当繁琐
,

对膜厚的监控要求很高
。

虽能起消偏的作用
,

但效果

并不理想
。

因此
,

要制得这种多层介质分光膜
,

不仅需要精密的设备
,

还 必须具备高档的监

控检测手段才能完成
。

鉴于以上原因
,

本文对激光消偏振分光膜的设计 与制作进行了研究和试验
,

采J
一

}j
一

J’金属

十 介质组合膜系的设计
。

由于光波在介质中传播时是横波
,

而光波在金属中的传播就不再是纯横波了
, ‘

已还有一

部分是纵波
。

因此有较小的偏振效应
。

另外金属膜的中性好
,

如果能把介质和金属适当匹配

的埋置
,

可改善其薄膜的偏振特性 I‘ 1
。

对单一的从H e 一

N e激光器发出的6 3 2 8入的光 而 言
,

采用金属 + 介质组合膜系
,

只需要三层就可以得到理想的对激光 消偏振分光膜
。

我们知道薄膜之所以产生偏振现象是由于光在斜入射的情况下薄膜对
s偏振光和 p偏振光

表现出来的有效拆射率不 同
。
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对于一个确定的入射角0
,

入射介质折射率
。越高

,

偏振分 离△
”越大

。

因而封闭在胶合棱

镜中的膜层的偏振效应越显著
。

如果能采用一组金属 + 介质的组合膜系
,

则可改变入射层的

折射率
,

达到消除偏振的目的
。

二
、

对消偏振分光腆的设计

喊矛

先在基底和金属之间插入一层刀 4的介质薄膜
,

使其基底折射率得到改变
,

再选择一 种

金属材料
,

使其光谱范围内有最小的偏振效应
,

和较好的光谱中性
,

其吸收最小
,

可以根据

公式
“一 ;

、

〔 k
;

/ n ;

1 + 侧 1 + (k
;

/
, ; ) 2〕

提高金属膜的光学常数的比值k /
。则R , 二 ‘ .

增大
,

于是偏振效应减小
,

但这时并没有完全

达到消除偏振的目的
。

因此
,

还要考虑介质折射率的匹配膜对玻璃的影响
,

并设计出射侧的

有效厚度
,

即可获得最好的消偏效果
。

三
、

匹 配 膜 的 设 计

当光在 45
。

斜入射时
,

由于金属膜在长波段偏振度大
,

而短波段偏振度小
,

那么在设计

匹配介质膜时
,

首先要考虑其金属膜在长波段的偏振效应
,

应该得到改善的目的
,

其次要使

整个膜系的势透射率值接近最佳值
。

金属膜是
,

一种吸收膜
,

但吸收率不仅 与金属膜的光学常数有关
,

还与出射介质有关
,

改

变出射介质折射率
,

可以改变吸收值 I“ ]
。

根据势透射率计算公式

二 =

(
, +

乒
一

)
一 ‘

要想得到最小的吸收
,

必须合理选择金属膜的材料
,

并匹配好出射侧和入射的介质膜厚度
。

根据以上的理论设计
,

已成功地镀制出了对激光消偏振分光膜 (分光 比1 : 1)
。

它具有

膜系层数少
,

消偏效果好的特点
,

解决了长期以来
,

在激光应用领域中使用分束棱镜而产生

强烈偏振的难题
。

下面是对激光消偏膜的技术测试数据
:

l
。

检测办法

用一支H e 一

N e激光器做光源
。

在镀了消偏

膜的胶合立方体的棱镜与激光器之间放一块偏

振片
,

再用数字功率计检测
。

方法如附图
。

旋转激光器与胶合立方体棱镜间的偏振

片
,

测得下列各点所得到的消偏结果见附表
。

偏振片 消们分光搜位 数字功率计

附图 检浏方法框图
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0
.

7 5 件m ~ 2
.

9 4 件m 波段的几种激光器及其应用

张秀荣

(中国科学院上海光学精密机械研 究所
,

上海 )

摘要
:

本 文报导 了0
.

7 5 件m , 1
.

0 5 4件m , 1
.

0 6 4件m , 1
.

3 2卜m , 1
.

5 4件‘n 和 2
.

9 4林m

系列波长激光 器的研制
,

并分析 了每种激光 器的优 缺 点
,

阐明每种激光 波 长 的 用

途
。

Se v e ra l la s e rs in th e ra n g e o f 0
.

75 协n z ~ 2
.

9 4 林m a n d the ir aPp lie a tio n s

Z h a n g X iu r o zx g

(S h a n g h a i In s titu te o f o p t ie s a n d F in e 入le e ll a n ie s ,
A e a d e m ia S in ie a )

A bs tra e t :
T h e p u r p o se o f t h e p a p e r 15 t o p r e s e n t b a s ie e o n e e p t a n d

p r o g r e s s o f th e la s e r s in t h e r a n g e o f 0
.

7 5一 2
.

9 4 卜m th e s e y e a r s .

T h e

a d v a n ta g e s a n d v a r io u s a PP lie a tio n s o f th e la s e r s a r e a n a ly z e d
.

一
、

前 宫

随着激光事业的发展
,

激光应用的范围 日益扩大
,

新波段激光材料不断涌现
。

目前
,

我

们除 了生长优 良的忆铝石榴石之外
,

又研制了新的紫翠宝石
,

饵玻璃
,

掺饵石榴石等新 的激

光材料
,

并且成功地获得 0
.

7 5林m , 1
.

0 5 4 卜m , 1
.

0 6 4林m
, 1

.

3 2卜m , 1
.

5 4件m 和 2
.

9 4件m 波长

附表 之= 6 3 2 8入激光消偏腆的技术刹试教据

角度 0 3 0 6 0 9 0 1 2 0 1 5 0 1 8 0 2 1 0 2 4 0 2 7 0 3 0 0 3 3 0 3 6 0

T % 4 9 4 8 4 9 5 0 5 0 5 0 4 9 4 8 4 9 5 0 5 0 5 0 4 9
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